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摘要(译)

公开了一种制造液晶显示器的简化方法。在衬底上形成包括栅极线，栅
极焊盘和栅极电极的栅极线。顺序地沉积栅极绝缘层，半导体层和欧姆
接触层，并且在其上涂覆光致抗蚀剂层。通过掩模将光致抗蚀剂层曝光
并显影以形成光致抗蚀剂图案。此时，位于源电极和漏电极之间的光致
抗蚀剂图案的第一部分比位于数据线上的第二部分薄，并且在其它部分
上完全去除光致抗蚀剂层。通过控制照射光量或通过回流工艺形成薄部
来制造薄部，并且通过使用具有狭缝的掩模来控制光量，所述狭缝是小
于曝光装置的分辨率的小图案，或部分透明层。接下来，通过湿蚀刻或
干蚀刻去除导体层的暴露部分，从而暴露下面的欧姆接触层。然后通过
干法蚀刻连同光刻胶层的第一部分一起去除暴露的欧姆接触层和下面的
半导体层。通过灰化去除光致抗蚀剂层的残留物。通过去除沟道处的导
体层的部分和下面的欧姆接触层图案来分离源/漏电极。然后，去除光致
抗蚀剂层的第二部分，并且形成红色，绿色和蓝色滤色器，像素电极，
冗余栅极焊盘和冗余数据焊盘。
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